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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Zufuh- 
rung eines mindestens aus zwei Komponenten be- 
stehenden Pulvers in den Plasmastrahl beim Plasma- 
spritzen, wobei die Komponenten des Pulvers dem 
Plasmastrahl gesonderl zugefiihrt werden. 

Beim Plasmaspritzen ist es iiblich, das zu verar- 
beitende Pulver von einem Pulverdosiergerat uber 
einen Zufiihrungsschlauch mittels eines Tragergases 
durch eine radiale Bohrung in der Duse dem Plasma- 
strahl zuzufiihren. . 

Das Pulverdosiergerat besteht aus einem Vorrats- 
behalter, von dem das Pulver entweder direkt oder 
iiber eine Dosierschnecke dem Pulvertragergas zuge- 
fiihrt wird. Urn ein Verstopfen des Vorratsbehalters 
zu vermeiden, wird dieser standig durch einen Vibra- 
tor in Schwingungen versetzt. 

Es ist bekannt. das Pulver uber mehrere Bohrungen 
auf dem gleichen Umfang dem Plasmastrahl zuzu- 
fiihren, mit dem Ziel, das Pulver gleichmaBiger uber 
den Querschnitt des Plasmastrahis zu verteilen. Es ist ao 
ebenfalls bekannt, diese Bohrungen leicht gegen die 
Stromungsrichtung des Plasmastrahles zu neigen, urn 
die Verweilzeit des Pulvers im Plasmastrahl zu er- 

hohen. , , 

Diese im allgemeinen ubliche Pulverdosierung und as 
Forderum* geniigt den Anforderungen, wenn em ho- 
mogenes Pulver verarbeitet wird. Wird aber ein Ver- 
bundpulver — das ist eine Vermengung mehrerer 
Pulver, meist Oxyde oder Karbide, mit Metall zur 
Erzielung bestimmter Eigenschaften der gespntztcn 30 
Schicht — verarbeitet, dessen Komponenten zumeist 
unterschiedliches spezifisches Gewicht und OJ? er " 
flachenbeschaffenheit besitzen, so werden sich diese 
Pulverkomponenten im Vorratsbehalter unter dem 
EinfluB der Vibration entmischen, so daB die prozen- 35 
tuale Zusammensetzung des Pulvers nach der Dosie- 
rung nicht garantiert werden kann. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, die 
beim Plasmaspritzen von Verbundpulvern auftretende 
Gefahr der Entmischung der Pulverkomponenten auf 40 
Grund der unterschiedlichen spezifischen Gewichte 
der Pulverkomponenten zu beseitigen und daruber 
hinaus noch weitere im folgenden zu beschreibende 
Vorteile zu erretchen. Zur Losung des Problems wird 
erfindungsgemaB vorgeschlagen, daB die Pulverkom- 45 
ponenten dem Plasmastrahl entsprechend lhren spezi- 
fischen Gewichten mit unterschiedlicher Geschwin- 
digkeit zugefuhrt werden, wobei zur Steuerung der 
Pulvergeschwindigkeit das Pulvertragergas dient. 

Entgegen der bisher ublichen Anordnung beim 
Plasmaspritzen von Verbundpulvern werden gemaB 
der Erfindung die Komponenten des Verbundpulvers 
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in verschiedenen Dosiergeraten dosiert. Durch die 
erfindungsgemaBe MaBnahme wird vorteilhaft nicht 
nur eine Entmischung der unterschiedliche spezifische 
Gewichte aufweisenden Pulverkomponenten verhin- 
dert, sondern es kann vielmehr durch die getrenntc 
Zufuhrung der Komponenten im Plasmadusenkanal 
jedes gewunschte Mischungsverhaltnis hergestellt wer- 
den, wobei auf eine Vibration des Vorratsbehalters 
nicht verzichtet zu werden braucht. 

Bei der getrennten Zufuhrung der Pulverkompo- 
nenten zum Plasmastrahl ist es ferner zweckmaBig, 
fur jede Pulverkomponente einen gesonderten Trager- 
gasstrahl vorzusehen. Dies hat den Vorteil, daB die 
Geschwindigkeit des Pulvertr'agergases dem unter- 
schiedlichen spezifischen Gewicht des einzelnen Pul- 
vers angepaBt werden kann. 

Ein weiterer Nachteil des bekannten Verfanrens 
der gemeinsamen Zufuhrung zweier Pulverkompo- 
nenten aus einem gemeinsamen Behalter mittels eines 
einzigen Tragergasstromes ist die Tatsache, daB un- 
terschiedliche Schmelzverhalten der Komponenten 
nicht ausgeglichen werden, zumal — urn em allzu 
starkes Entmischen zu verhindern — die KorngroBen 
beider Pulverkomponenten nahezu gleich sein mus- 
sen. Geht man von dem theoretischen Idealfall aus, 
daB die einzelnen Pulverkornchen vollig durch- 
schmotzen mit maximaler kinetischer Energie auf das 
zu beschichtende Blech aufprallen, so wird beim 
Mischpulver nur eine Komponente diesen Zustand 
erreichen, wahrend die ubrigen Pulverkomponenten 
iiberhitzt, oxydiert oder verdampft werden. 

Der obige Haupterfindungsgedanke ermoglicht es 
iedoch auch, den vorstehenden Nachteil zu vermei- 
den Dies kann im einzelnen beispielsweise dadurch 
erreicht werden, daB die Pulverkomponenten dem 
Plasmastrahl an unterschiedlichen Stellen in bezug 
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auf die Entfernung zur Elektrode bzw. zur Werk- 
stiickoberflache zugefiihrt werden. 

Unterschiedliche Schmelzverhalten von Pulver- 
komponenten, die, einzeln gespritzt, unterschiedliche 
Einstelldaten der Plasmaspritzanlage, wie Plasmagas- 5 
art, Plamagasmenge und elektrische Eingangsleistung 
erfordern wiirdcn, konncn somit auf einfache und 
vorteilhafte Weise durch verschieden lange Verweil- 
zeiten im Plasmastrahl ausgeglichen werden. Die Zu- 
fiihrung der Komponente mit hoherem Schmelzpunkt io 
erfolgt dabei in groBerem Abstand von der Werk- 
stiickoberflache als die Zufiihrung der Komponente 
mit niederem Schmelzpunkt. Je langer ein Pulver- 
kornehen sich im Plasmastrahl befindet, desto koher 
ist seine Tcmperatur und desto weiter ist das Koin- 15 
chen durchgewarmt. 

Eine weitere Moglichkeit, einen vorteilhaften Ef- 
fekt zu erreichen, ist erfindungsgemaB dadurch ge- 
geben, daB verschiedene Pulverkomponenten dem 
Plasmastrahl zu unterschiedlichen Zeitpunkten zuge- »o 
fuhrt werden. 

Der Aufbau der AuftragsschweiBschicht kann da- 
durch beispielsweise derart gesteuert werden, daB der 
untere Teil derselben aus einem zahen und der obere 
Teil aus einem harten, verschleiBfesten Material be- 25 
steht. 

Dariiber hinaus ist es noch moglich, und zwar pri- 
mar auf Grund des obigen Haupterfindungsgedan- 
kens der getrennten Zufiihrung der Pulverkomponen- 
ten, das schwerer schmelzende Pulver in kleinerer 30 
KorngroBe als das leichter schmelzende zuzufiihren, 
urn auch dadurch das unterschiedliche Schmelzver- 
halten der Pulverkomponenten auszugleichen. Da- 
durch werden die Pulverkomponenten gleichmaBig 
aufgeschmolzen auf dem zu beschichtenden Unter- 35 
grund auftreffen. 

Eine Vorrichtung zur Durchf uhrung des erfin- 
dungsgemaBen Verf ahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
daB die Leitungsmiindungen gegenuber dem Plasma- 
dusenkanal verstellbar ausgebildet sind. Dadurch 40 
konnen mit ein- und derselben Spritzvorrichtung be- 
liebige Pulverarten mit jeweils unterschiedlichen Ge- 
wichts- und Schmelzeigenschaften verspriizt werden. 

In der Zeichnung ist zur naheren Erlauterung der 
Erfindung ein Ausfuhrungsbeispiel dargestellt, und 45 
zwar zeigt 

Fig. 1 eine Plasmaspritzeinrichtung im Langs- 
schnitt und 

Fig. 2 eine Ansicht der Plasmaspritzeinrichtung 
nach F i g. 1 in Richtung des Pf eiles A. 50 

Nach der Zeichnung ist die Kathode der Plasma- 
spritzeinrichtung mit 10 bezeichnet. Sie besteht aus 
einer Elektrode 11, die in einem Elektrodenhalter 12 
befestigt ist. In einer Bohrung 13 im Elektrodenhal- 
ter 12 ist eine Rohrleitung 14 angeordnet, die der 55 
Kuhlwasserzufuhrung zur Elektrode 11 dient. Das 
Kuhlwasser stromt innerhalb der Rohrleitung 14 zur 
Elektrode 11, gelangt dort in eine Ausnehmung 15, 
staut sich am Boden 16 der Ausnehmung 15 und 
stromt dann auBerhalb der Rohrleitung 14 durch die 60 
Bohrung 13 zuriick zum nicht dargestellten Kiihl- 
wasserbehalter. 

Die Anode der Plasmaspritzeinrichtung ist mit 17 
bezeichnet und stellt die Plasmadiise dar. Die Diise 
weist einen zentralen Kanal 18 auf, welcher der Zu- 65 
fuhrung des Plasmagases dient. 



Der Kanal 18 erweitert sich in riickwartiger Rich- ' 
tung und dient dort zur Aufnahme des oben beschrie- 
benen Elektrodenhalters 12. Die auBere Begrenzung 
des Kanals 18 erfolgt in diesem erweiterten Bereich 
durch einen Mantel 19, an dem der Diisenkorper 20 
befestigt ist. Der Mantel 19 ist von einem weiteren 
Mantel umgeben, welcher mit 21 bezeichnet ist. 
Zwischen den beiden Manteln 19, 21 erstreckt sich 
ein Ringkanal 22, welcher der Kuhlwasserzufuhrung 
zum Diisenkorper 20 dient. 

Die in der Zeichnung dargestelle Plasmaspritzein- 
richtung arbeitet mit einem aus zwei Komponenten 
bestehenden Pulver. Die beiden Pulverkomponenten 
werden in je einer Leitung 23 bzw. 24 dem Diisen- 
kanal 18 zugefiihrt. Die schwerer schmelzbare Pul- 
verkomponente wird dabei durch die Leitung 23 an 
einem naher an der Elektrode 11 liegenden Punkt 
zugefiihrt als die leichter schmelzbare Pulverkompo- 
nente. Die schwerer schmelzbare Pulverkomponente 
verweilt dadurch etwas langer im Plasmastrahl und 
kann auf diese Weise ebenso vollstandig aufgeschmol- 
zen werden wie die kurzere Zeit im Plasmastrahl be- 
findliche leichter schmelzbare Pulverkomponente. 
Urn die Verweilzeit der schwerer schmelzbaren Kom- 
ponente im Plasmastrahl weiterhin zu erhohen, ist 
der Miindungsabschnitt 25 der Leitung 23 dem Plas- 
mastrahl urn etwa 30° entgegengerichtet. Um den 
gleichen Betrag weist dagegen der Miindungsabschnitt 

26 der Leitung 24 in Richtung der durch einen Pfeil 

27 angezeigten Stromungsrichtung des PI asmastrahls. 
Das im Vorstehenden beschriebene und in der 

Zeichnung dargestellte Ausfiihrungsbeispiel dient nur 
zur Erlauterung der Erfindung, welche aber keines- 
wegs auf dieses Beispiel beschrankt zu sein braucht. 
Es gibt vielmehr mannigfaltige Abwandlungsmog- 
lichkeiten, ohne daB dadurch der Rahmen der Er- 
findung verlassen wird. 

Patentanspriiche: 

1. Verfahren zur Zufiihrung eines mindestens 
aus zwei Komponenten bestehenden Pulvers in 
den Plasmastrahl beim Plasmaspritzen, wobei die 
Komponenten des Pulvers dem Plasmastrahl ge- 
sondert zugefiihrt werden, dadurchgekenn- 
zeichnet, daB die Pulverkomponenten dem 
Plasmastrahl entsprechend ihren spezifischen Ge- 
wichten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit 
zugefiihrt werden, wobei zur Steuerung der Pul- 
vergeschwindigkeit das Pulvertragergas dient. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die KorngroBe einer leichter 
schmelzenden Pulverkomponente groBer gewahlt 
wird als die einer schwerer schmelzenden Pulver- 
komponente. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB verschiedene Pulverkompo- 
nenten dem Plasmastrahl zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten zugefiihrt werden. 

4. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfah- 
rens nach den vorstehenden Anspruchen, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Leitungsmiindungen (25, 
26) gegenuber dem Plasmadiisenkanal (18) ver- 
stellbar ausgebildet sind. 
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